2009年11月25日

JSR、ArFフォトレジスト需要増加に対応する先端リソグラフィ材料新工場稼働
～Voice of Customer（顧客の声）に応える工場として～

ＪＳＲ株式会社（社長：小柴満信）は、2008年2月に建設の発表をし、2009年春に完工した先端リソグラフィ材料新工場を稼働させ、ArFレジストの有償出荷を開始しました。
40ナノメートル世代の半導体製造プロセスが本格的に立ち上がってきたことにあわせたArFフォトレジストの需要増加に伴い、顧客の需要にこたえるだけでなく、高い品質要求を満たし、安定的かつ効率的に製品を供給できる体制を強化することにより、当社の競争優位性をより強固なものとしていきます。
当社は、2007年1月から、顧客からの要望にこたえるため、「欠陥ゼロ」を実現するための新しいコンセプトを導入した精密製造ラインを稼働し、生産を続けております。今回、この実績を元に建設した新生産工場では、製造設備を完全にクリーンルーム化し、自動化を進めることで、顧客からの日々高まる品質要求に対応するための精密製造を実施しています。現在、展開されている液浸露光用ArFレジスト、業界標準となっている液浸露光用トップコート材料、塗布型ハードマスク材料のみならず、次世代半導体製造用の材料にいたるまで幅広い先端材料を生産します。
新工場の完成で、需要の動向をみながら、効率的に工場運営を行い、2012年以降の需要量にも対応できるものと考えております。
当社は、ＡｒＦフォトレジストをはじめ、液浸露光用上層膜材料と高屈折率液体、塗布型ハードマスク材料、高密度実装用材料、ＣＭＰ材料など、次世代半導体製造に必須である最先端半導体材料の総合的な開発を進めています。ArFフォトレジストは、四日市工場、米国カリフォルニア州JSRマイクロ社にて生産しており、世界市場へ供給を行っております。

＜先端リソグラフィ材料新工場の概要＞

建設場所　　当社四日市工場内（三重県四日市市川尻町１００番地）

延床面積　　約4,000m2　3階建て　
完工　　　　　2009年春
投資額　　　約40億円





この件に関するお問い合わせは


ＪＳＲ（株）広報部  亀井/武田  TEL:03-6218-3517


までお願いします。








